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* Temperatur  UV-LEDs » Wellenlangen: 450, Zusammenfassung
e Scherrate e 405 nm 589, 680 nm v Grol3er Viskositatsbereich: 4 mPa-s < n < 48 Pa:s
« Temperatur: 20°C v Brechungsindex einstellbar: 1.510 <n < 1.575

v' Optische Dampfung von bis zu 0.05 db/mm
v Glasuibergangstemperatur bis zu 62 °C
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